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Ta(タンタル)添加と同等の線記録密度とより低いノイズ特性を得た。 
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初めに、第 2 章や第 3 章で検討した結果を踏まえて、室温スパッタリング成膜においてスパッタリング
成膜ガス圧力や下地層による Co-Pt 高磁気異方性膜の薄膜微細構造制御について述べ、10 Pa 程度
の比較的高いガス圧力で成膜した薄膜では、比較的大きな磁気異方性(Ku: 6x106 erg/cm3)と、高い抗


















改善するスタック型記録層において、低ノイズ性が期待できる Co-Pt-TiO2 膜を bottom 層に、スパッタガ
ス圧力で制御した Co-Pt 膜を top 層にして、任意のαと Hc⊥を持つ磁気特性制御法も提案した。 
 
 













 そのうち、前者については本論文でも述べたように、これまでも NiFeNb の結晶性裏打ち層を用いた検
討を行なってきたが、NiFeNb 膜では Bs の大きさが小さいため(約 0.8 T)に、磁気ヘッドとの磁気的な相
互作用を十分強くすることができず、より大きな Bs を有する材料を検討する必要があった。Fe-Co 系の
高 Bs の結晶性 SUL については、すでにいくつかの報告があり[1, 2]、より結晶配向性の良い記録層を
実現できることが分かっている。また、この結晶性 SUL を用いることで、SUL 自身と中間層をより薄層化
できることも分かっている。これは量産時の大きなメリットである。課題としては、結晶性 SUL に起因する








 一つは基板そのものへの加工であり[4]、もう一つは SUL への加工[5]である。すでにいくつかの報告
がされているが、より微細(10 nm 程度のサイズ)に、より整然とした配列を基板や SUL に加工できれば、
1 Tbit/in2 を狙う記録媒体を実現できると考えられる。 









媒体を実現するために、ビットパターン媒体(BPM)を用いることになる。BPM の作製に関して次の 3 点、
すなわち材料とプロセスの観点、および微細ドットの評価の観点から今後の課題を述べる。 
面記録密度 1 Tbit/in2 以上の BPM を作製することを念頭に置くと、1 ビット／ドットであるから、ドット




れる。したがって Table 4-1 から、この条件に合致する材料は、本論文の 4.3 節で述べた Co3Pt あるいは、
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(c)微細ドットの評価 




 MFM による磁気的な評価では、分解能で 10 nm 以下の MFM 探針が開発されている[6]ので、一つ
一つの BPM イメージを観察することは可能であるが、磁気特性(Hc や Ms など)そのものを評価すること
はできない。 
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5.3 総合結論 
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Fig. 5-1 Development of Co-Pt-Cr Thin Films for High Density Perpendicular Magnetic Recording 
Media by Controlling Film Microstructure. 
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